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Anotacia vysledku: V oblasti novych tenkovrstvovych materialov pre senzory plynov sme skimali
zavislost citlivosti senzora plynov na baze tenkej vrstvy kovového oxidu titanu TiO od celkove] plochy
povrchu aktivnej oblasti. Plochu povrchu TiO; sme menili plazmatickym leptanim Struktur s réznou
konfiguraciou [2]. Senzor plynu sme skimali tiez na baze polovodivého kovového oxidu Fe,0s, ktory
bol deponovany samoorganizaciou nanocastic s priemerom 6 - 8 nm na zlatych interdigitalnych
elektrédach. Navrhli a optimalizovali sme technolégiu pripravy zapustenych elektréd, ktoré su
nevyhnutné pre vytvorenie suvislej monovrstvy nanocastic Fe,0s3 s priemerom 6 - 8nm na masivnych
elektrédach s hrubkou tenkej vrstvy zlata 100 nm a Sirkou elektrdd niekolko mikrometrov [3]. Navrhli
sme novu metddu pripravy aktivnej tenkej vrstvy Cu,0 potenciostatickou elektrodepoziciou na zlaté
interdigitalne elektrédy. V tomto pripade zavisi citlivost senzora plynu od vzdialenosti
interdigitalnych elektrdd [8, 9]. Skimali sme Struktiru a optické vlastnosti 2D vrstiev WS; (ako
perspektivnych novych 2D materidlov v optoelektronike a nanoelektronike), ktoré boli pripravené
sulfurizaciou platinovych vrstiev o réznej hribke. Platinové vrstvy boli pripravené magnetrénovym
naprasSovanim [1]. Vlastnosti skiimanych vrstiev WS, su predpokladom pre ich vyuZitie ako aktivna
vrstva citliva na plyny. Skimali sme tieZ charakteristiky vybranych elektréonovych rezistov PMMA, AR-
P 6200, HSQ a limitujuce faktory v procese elektrénovej litografie pre pripad tenkej vrstvy TiO,, ktora
sa vyuZiva v senzore plynov. Originalne vysledky predstavuju parametre expozicie ziskané pre energiu
elektrénov 30 a 40 keV a Studium zavislosti profilu rezistovych struktir od parametrov expozicie.
Ziskali sme nové poznatky o interakcii elektrénov s elektrénovymi rezistami na tenkych vrstvach
polovodivych kovovych oxidov TiO; [4, 5, 6, 7]. Skimali sme tiez vyuzitie MEMS senzora tlaku (sily) na
principe merania EM pola [10]. V spolupraci s Taiwanom sme sa v rdmci spolo¢ného bilateralneho
projektu venovali vyrobe emiterov pola na bdaze ultra-nano-krystalickych (UNCD) a mikro-
krystalickych (MCD) diamantovych vrstiev pomocou MPECVD [11].
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